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CHECK LIST

CLIENTE: MICHAEL ELAN DIAS CUSTODIO — 0.5 19898

VISTORIA: RONALDO

FOLGA |1 2 3 4 5 6 7 8
VALVS.

ADM 0,30 0,30 0,30 0,30 - - - -
ESC 0,30 0,30 0,30 0,30 - - - -
CARGA |1 2 3 4 5 6 7 8
MOLAS

ADM 110/219 | 110/219 | 110/219 | 110/219 | - - - -
ESC 110/219 | 110/219 | 110/219 | 110/219 | - - - -
VED. 1 2 3 4 5 6 7 8
SEDES

ADM v Vv Vv Vv - - - -
ESC v Vv Vv Vv - - - -
OBS: VEDAGAO OK VOLUME CAMARA: 36,2 CC

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO -




ORCAMENTO

STUMPF

= TelFax: (45)99948-0123
E‘g BSYUMPF

RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
:A EFDTEE CEF: B5818670 CMPJ: 33826228000194)

E-mail: cahecnteastumpf@mail.m

ORCAMENTO N® 19.808

Data: 12/02/2025 05 449.465.157.250

Cliente: MICHAEL ELAN DIAS CUSTODIO

CPRCMPJ: D3T46777184 Fone: (D6E)80E26-28 Fone 2

Enderago:

Veiculo: Placa:

DESCRICAOQ DAS PECAS E/OU SERVICOS

Cod. Descrigio Quant. UN
1.268 MATERIAL DE LIMPEZA 1.0 S5E
1.253 TESTE DE TRINCA 1.0 SE
1.084 GLLABMM B0 UN
1,188  RETIFICA DE WAaLVULA 80 SE
1.186 RETIFICADE SEDE 80 SE
1.882 PLAINA FACE BV 1.0 SE
1.160 WVEDADOR 2MM 80 UN
1886 RETENTOR DO COMAMNDO 1.0 UN
1.232  MAD DE OBRA REVISAD AP BV 1.0 MO
1252 BANHO QUIMICO 1.0 S5E
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